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(54) Badvorrichtung für Tiefdruckzylinder

(57) Eine Badvorrichtung für die galvanische Be-
schichtung von Tiefdruckzylindern (21) mit einem Metall
vereinigt die Vorteile von volltauchenden und halbtau-
chenden Bädern. Aufgrund der großen Eintauchtiefe
des Tiefdruckzylinders (21) in einen Elektrolyt (25) bei
gleichzeitiger Vergrößerung eines Anodenkorbs (29) ist
die Übertragung einer großen Strommenge und eine
damit verbundene Verkürzung der Bearbeitungszeit

möglich. Zum Ein- bzw. Ausbau des Tiefdruckzylinders
(21) ist sichergestellt, dass sich der Anodenkorb (29) so-
weit absenken lässt, dass er vollständig mit Elektrolyt
(25) bedeckt bleibt, während der Tiefdruckzylinder (21)
frei über dem Elektrolytniveau (31) gehalten wird. Damit
kann der Tiefdruckzylinder (21) problemlos ein- bzw.
ausgebaut werden, während in dem Anodenkorb (29)
gehaltene Kupferdrahtabschnitte vor Oxidation ge-
schützt sind.
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